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В докладе приведена картина основных физических процессов приводящих к появлению ВУФ излучению при облучении СО2 лазером твердой или жидкой микро-капли из олова или ксенона. Моделирование проводилось с использованием двухмерной МГД программы RZLINE. RZLINE программа  включает нагрев и испарение капли, лазерный пробой паров, нагрев плазмы до оптимальной температуры, образование быстрых ионов при расширение плазмы, перенос энергии излучением в различных спектральных интервалах, определяющим как эффективность конверсии лазерного илучения в технологически необходимое ВУФ излучение (полоса 2% около 13.5 нм) так и процессы переноса энергии в более плотные слои плазмы вблизи капли, определяющие скорость ее испарения.

Нестационарность процесса ионизации и неравновесность плотности излучения в различных спектральных диапазонах включена в модель на основе детальных расчетов для  Sn и Xe ионов с помощью кода THERMOS.

Приведено временное поведение мощности ВУФ излучения а также влияние плотности мощности лазерного излучения на эффективность ВУФ излучения и энергию быстрых ионов. Дано сравнение результатов расчетов  с результатами экспериментов на ксеноне.
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